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Stage / Internship 


	Organisme  Institution: CNRS / UPSaclay
	Code didentification 1: UMR8578
	Code didentification 2: 
	Adresse  Adress: LPGP, Bât. 210, Université Paris-Saclay, 91405 Orsay
	Site Internet  web site 1: www.lpgp.u-psud.fr
	Site Internet  web site 2: 
	Lieu de stage  Internship place: LPGP, Bâtiment 210, Campus Orsay Vallée
	Nom  Name: CROS
	Prénom  First name: Brigitte
	Courriel  Mail: brigitte.cros@universite-paris-saclay.fr
	Tél: 01 69 15 81 77
	Autres contacts  Other contacts: 
	Durée  Duration: 5 à 6 mois
	Intitulé  Title: Développement de cibles plasma pour les expériences d’accélération laser plasma 
	OUI: Oui
	NON: Off
	Résumé / Summary: L'accélération d'électrons par sillage laser a permis de démontrer la génération de gradients accélérateurs très élevés, et de fournir des faisceaux d'électrons relativistes intenses et de courte durée. La physique de l'accélération laser plasma repose sur le couplage non linéaire de plusieurs paramètres qui rendent les mécanismes intéressants à exploiter dans différentes gammes de paramètres suivant les applications recherchées. Un des défis est d'identifier les régimes les plus stables et de quantifier les grandeurs qui les contrôlent. Les paramètres plasmas, comme les densités électronique et ionique, leurs gradients spatiaux,  jouent un rôle fondamental dans cette interaction.L'équipe ITFIP  est fortement impliquée dans la préparation d'expériences pour démontrer l'obtention de fortes charges électroniques et l'accélération d'électrons vers des énergies au-delà du GeV, sur l'installation de recherche APOLLON et d'autres installations laser intenses françaises et européennes.
	Résumé2: Dans ce contexte, la structuration des cibles plasmas est essentielle à l'accélération de faisceau d'électrons ayant des propriétés permettant le transport, la mise en forme ou l'utilisation directe de ces faisceaux pour des applications. Le travail de stage proposé est lié à mise au point et le diagnostic de cibles plasma, et à la participation à des expériences sur des installations laser de forte puissance comme APOLLON.Lors de l'injection d'électrons relativistes dans l'onde de plasma,  de nombreux mécanismes non linéaires sont couplés, et influent fortement sur la propagation du laser intense dans le plasma. Il est donc important de parfaitement connaître et de contrôler au mieux l'état du plasma et du laser au moment de l'interaction.  Les plasmas sous denses requis pour les installations PW sont obtenus à partir de cibles gazeuses dont l'écoulement doit être modélisé, contrôlé expérimentalement et diagnostiqué pour obtenir une valeur de densité précise au moment de l'interaction avec l'impulsion laser et reproductible d'un tir à l'autre.
	Titre: 
	Licence: Off
	Master 1: Off
	Master 2: Oui
	Fin d'études: Off


